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(54) Title: PROJECTION DEVICE 

(54) Bezeichnung: PROJEKTIONSVORRICHTUNG 


en 

ON 


O 



(57) Abstract: The invention relates to a projection device comprising a reflective light modulator (1) which is used to generate an 
image, a light source unit (3) which is used to illuminate the light modulator (1), and a projection lens (6) comprising a first and 
a second partial lens (7, 8) and an optical axis (OA). In the projection device, each optical limiting surface (W1-W6) of each lens 
(15; 17-19) of the first partial lens is curved and/or arranged in such a manner that in a reference level wherein the optical axis (OA) 
of the projection lens (6) is arranged and which the optical axis (OA) separates into an upper and lower semi-level (HI, H2), each 
reflected ray beam (Rl, R2; R3-R8) exiting from the first partial lens (7) completely extends in either the direction of the first half 
plane or in the direction of the second half plane (HI, H2) in order to prevent the reflected ray beams (Rl, R2; R3-R8) from being 
projected onto the projection surface (11). 
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(57) Zusammenfassung: Bei einer Projektionsvonichtung mit einem reflektiven Lichtmodulator (1) zum Erzeugen eines Bildes, 
einer Lichtquelleneinheit (3) zum Beleuchten des Lichtmodulators 1 und mit einer eine erste und eine zweite Teiloptik (7, 8) umfas- 
senden Projektionsoptik (6), die eine optische Achse (OA) aufweist, ist jede optische Grenzflache (W1-W6) jeder Linse (15; 17-19) 
der ersten Teiloptik so gekrilmmt und/oder angeordnet ist, dass in einer Bezugsebene, in der die optische Achse (OA) der Projekti- 
onsoptik (6) liegt und die durch die optische Achse (OA) in eine obere und untere Halbebene (HI, H2) aufgeteilt ist, jedes die erste 
Teiloptik (7) verlassende Reflexion sstrahlenblindel (Rl, R2; R3-R8) vollstandig entweder in Richtung in die erste oder in die zweite 
Halbebene (HI, H2) hinein verlauft, urn zu verhindern, dass die Refiexionsstrahlenbtindel (Rl, R2; R3-R8) auf die Projektionsfl2che 
(11) projiziert werderL 


